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概  要 

 

ナノインプリント法とドライエッチングプロセスにより、Si 基板上に微細パ

ターンを形成する簡便な手法を確立した。ピッチ 0.855～1μm の微細ライ

ンパターンを形成した Si 基板上に、金属膜を堆積して微細パターンを有する

金属/Si ショットキー接合素子を作製し、表面プラズモン共鳴現象により入射

光の吸収効率を高めることによる光検出能の向上効果について検証した。 

従来技術・ 

競合技術 

との比較 

（優位性） 

従来のフォトリソグラフィー法とエッチングプロセスでは、高額な設備が必

要、環境負荷の高い薬品を用いるなどの欠点があるが、ナノインプリント法に

より微細パターン形成することで、低コスト、低環境負荷のパターニングプロ

セスが可能となる。 

本技術の 

有用性 

低コスト、低環境負荷のパターニングプロセスを確立することで、スタート

アップ等において半導体加工プロセスを用いたデバイスの開発が可能になる。 

関連情報 

（図・表・写真等） 

 

 

  

 

 

 

適用可能製品 
赤外線領域などの光検出素子へ本技術を適用することで、障害物探知、起き

上がりセンサ、糖度センサなど幅広い分野への応用が期待される。 
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作製した、微細構造を有する Si 基板 金属/Si ショットキー光検出素子の分光感度

特性の微細構造の有無による比較 

 


